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図2:(a)高分子電解質溶液の相分離界面近傍での濃度分布の解離度pと塩濃度C依存性(左)0(b)
高分子電解質ブラシの体積分率分布の解離度p依存性(右)0
(b)高分子電解質ブラシ
コロイド界面等にグラフトされた電解質高分子の振舞いを調べるために､モデル系として系2の
ような電解質ブラシを考えた｡図2(b)に､解離度pを変化させた時の体積分率分布の変化を示す｡
電解質ブラシの厚さは､解離度pと共に厚くなっていくことが分かる｡これは以前に行われている
実験結果と一致するものである｡一方､解離度が大きくなるにつれ壁面近傍に高分子濃度のピー ク
が現れる｡これは今まで論文等で報告されていない｡この起源を理解するために､電荷分布を詳細
に調べると､壁面近傍に高分子の欠乏層に由来する電気二重層が形成されていることがわかった.
この欠乏層由来の電気二重層により高分子の濃度の高い領域が壁面近傍に現れることがわかった｡
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